O processo de anodizagao de chapas de Al para formagao de um dxido passivo homogéneo e
compacto é largamente utilizado na indUstria para fabricagdo de superficies com caracteristicas mecanicas
e eletroquimicas otimizadas. Por outro lado, em determinadas condi¢8es de anodizagao é possivel obter a
formacao de um éxido com nanoporos altamente organizados. O tamanho da regido ordenada de
nanoporos esta diretamente relacionado ao tamanho dos grdos que compdem a matriz de Al. Um desafio
cientifico atual é obter uma estrutura nanoporosa a partir da anodizacéo de filmes finos de 500 nm de Al,
depositados pela técnica de sputtering, sobre um substrato de vidro, pois os filmes finos apresentam graos
com dimens@es proporcionais a sua espessura. Portanto, esse trabalho tem como objetivo principal
apresentar um método de obtencéo de nanoporos de alumina a partir de filmes finos de Al onde a
ordenacdo dos nanoporos seja semelhante a estrutura obtida a partir da anodizacdo de chapas de Al.

A anodizacéo ocorreu em duas etapas com uma solu¢do de H,C,0,4 com 40V. O éxido
nanoestrutura do formado na primeira etapa foi removido com uma solugdo de H,CrOz+H3PO, ficando o
filme de Al remanescente com uma superficie nanoestruturada. A segunda etapa de anodizacéo é
realizada nas mesmas condi¢Bes da primeira, entretanto os poros formados serdo guiados pela
nanoestrutura formada no primeiro estagio. Os nanoporos foram avaliados por microscopia eletrnica de
varredura (MEV).

Como resultado preliminar sera apresentado uma comparagao entre os nanoporos formados a
partir de filmes finos de Al e de chapas de Al. O processo desenvolvido para filmes finos apresenta uma

ordem estrutural semelhante & ordem obtida a partir de chapas de Al.



